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从大数据深度分析、发掘 

国内专利只有权力要求 1 个专利要求从何而来 

 

1. 2013 年授权专利度为 1 专利检索 

p:acc/1 and ns/中国 and isd/2013 and db/cnpat 

2013 年授权权力要求为 1 个的专利共 21,846 件 
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2. 专利度为 1 的专利申请版本专利检索 

p:acc/1 and ns/中国 and isd/2013 and db/cnpat and fmdb/cnapp 
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3. 专利度为 1 公告日为 2013 年专利从何而来 

Patentics 大数据分析 

公告日为 2013 年权力要求只有 1 个的专利共 21,846 件 

申请日为 2009-2012，每年取申请量最多 top5 专利度 

 

www.patentics.com 数量 增长率 专利度 特征度 

2012 4331 -56% 2.44 32.95 

1 2206 -48% 1 43.18 

2 740 -56% 2 24.96 

3 510 -55% 3 21.9 

4 279 -64% 4 21.72 

5 159 -72% 5 23.6 

2011 10164 119% 2.91 31.73 

1 4333 178% 1 44.44 

2 1738 138% 2 24.87 

3 1158 101% 3 22.95 

4 806 91% 4 22.86 

5 588 70% 5 20.65 

2010 4635 159% 3.49 28.45 

1 1556 194% 1 43.94 

2 729 159% 2 23.83 

3 577 155% 3 20.67 

4 421 158% 4 20.75 

5 346 106% 5 20.15 

2009 1790 

 
3.8 24.79 

1 529 

 
1 37.76 

2 282 

 
2 21.13 

3 226 

 
3 21.29 

5 168 

 
5 18.68 

4 163 

 
4 20.47 

 

公告日为 2013 年权力要求只有 1 个的专利共 21,846 件，通过

patentics 检索找到 1 个权利要求在申请版本，并通过 patentics 大数

据分析变量，剖析出这其中的秘密。 
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